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Свойства тонкой пленки могут сильно отличаться от свойств массивного материала, особенно если толщина пленок очень мала. Эти отличия обусловлены спецификой структуры пленки, которая, очевидно, обусловлена процессами, происходящими во время формирования пленки. Один из методов формирования тонкой плёнки: физические способ – напыление пленок в вакууме или в газовых средах. 

В зависимости от материала испарителя, подложки и уровня вакуума в системе изменяется значение производительность/качество наносимых пленок и, как следствие, встает вопрос о необходимости набора статистических данных.

В данной работе рассмотрены следующие методы формирования тонких плёнок металла: термовакуумное напыление, ионно-плазменный метод и магнетронное распыление. В ходе эксперимента, при изменении входных параметров, производится построение зависимости роста пленок, их структуры и толщины. При использовании различных методик сканирующей электронной микроскопии, атомно-силовой микроскопии, поверхностного плазмонного резонанса, профилометрии и эллипсометрии для измерения и контроля тонкопленочных структур, были получены результаты сравнительного анализа и оценка используемых методов.
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